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CHEMPARK Leverkusen:

Neue Millioneninvestition von Momentive Performance Materials

Standort setzt sich im européischen Vergleich durch und
bekommt eine neue Produktionsanlage von Momentive
Performance Materials.

"Leverkusen hat den Wettbewerb gewonnen. Darauf knnen wir
stolz sein”, freute sich CHEMPARK-Leiter Or. Emst Grigat beim
Spatenstich am 25. Januar. Zusammen mit Blrgermeister
Bernhard Marewski, Momentive-CEQ und -Prasident Jack Boss.

| Geschéafisbereichsleiter Rich Owing bei Momentive sowie
WMomentive-Geschaftsfihrer Or. Matthias Steiner stach Grigat den
ersten symbolischen Spaten genau an der Stelle, wo Ende dieses
Jahres die Inbetriebnahme der neuen Anlage geplant ist. Marewski

= - Ty — | = sagte zur Investition in den CHEMPARK Leverkusen: "Das ist ein
Rich Owins, Dr. Matthias Steiner, Jack Boss, Dr. Emst Grigat und Bernhard guter Tag fiir die Stadt Leverkusen, die als Chemiestandort
Marewski (v1.n.r} baim "Groundbreaking” am 25. Januar 2017 weltweit profiliert ist.

Boss und Owins. die eigens aus den USA angereist waren, betonten die Bedeutung der neuen Anlage fir das Spezial-Silane-Geschaft in Europa.
Die Entscheidung, mit der ersten Anlage dieser Art in Europa nach Leverkusen zu gehen, fiel nach Uberpriifung unterschiedlicher Standarte.
Jack Boss: "Die strategische Lage. die Mahe zu wichtigen Kunden und eine engagierte Belegschaft machen Leverkusen zur idealen Wahl." Dr.
Steiner erganzte: "Wir haben uns in Europa bewusst fir den CHEMPARK Leverkusen entschieden. Hier kénnen wir effizient produzieren und
sehen gute Zukunftsaussichten.”

Momentive Performance Materials investiert rund 32 Millionen Euro in die neue Anlage im CHEMPARK Leverkusen. Geplant sind in der Anlage
bis zu 30 Arbeitsplatze. In der neuen Produktionsstatte wird NXT Silan hergestellt, ein Additiv fir die Reifenherstellung, das den Rollwiderstand
bei gleichbleibender Masshaftungseigenschaft verringemn kann und somit hilft, Kraftstoff zu sparen.
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